PRODUKTINFORMATION

MCS 100 UV/(N)IR
Mehrkomponenten-Prozessfotometer

Prozessanalytik fuir hochwertige Produkte
Kontinuierliche Messungen mehrerer Komponenten
in Flussigkeiten oder Gasen

SICK |MAIHAK

Analyzers and Process Instrumentation



Prozessanalytik flir hochwertige Produkte

Online-Messtechnik fur mehr Qualitat

und Sicherheit im Prozess

Bei chemischen Prozessen hangt die

Qualitat des Produktes nicht zuletzt auch

von der Qualitat der Prozessmesstech-

nik ab. Hochwertige Produkte verlangen

hochwertige Messtechnik. Die dazu
geeigneten Messsysteme, aber auch

schlusselfertige Komplettlosungen, kom-

men von SICK MAIHAK.

Viele Applikationen

Kontinuierliche Messungen

mehrerer Komponenten mit

einem System, in Fllssigkeiten

oder Gasen, bei hohen Driicken

und hohen Temperaturen, sind

das Metier des MCS 100 - das
Mehrkomponenten-Prozessfotometer.
Auch unter schwierigen Bedingungen
erfullt es die Anforderungen an qualifi-
Zierte Prozessmesstechnik.

Weltweit

Prozessfotometer von SICK MAIHAK
werden zur Messung von Gasen (von
Acetaldehyd bis Vinylchlorid) und von
Flissigkeiten (von Aceton bis zu Was-
serspuren) weltweit eingesetzt. Ein er-
fahrenes Anwendungslabor unterstitzt
die Loésung schwieriger Applikationen.

Hohe Genauigkeit bei gutem
Preis-/Leistungsverhaltnis

Bei der Mehrkomponentenmessung
handelt es sich um eine sehr genaue
Messmethode unter Berlcksichtigung
eines wirtschaftlichen Preis-/Leistungs-
verhaltnisses. Durch die gleichzeitige
Erfassung mehrerer Komponenten und
der gegenseitigen Verrechnung von
Stéreinflussen Iasst sich eine deutlich
héhere Messgenauigkeit erzielen als
dies mit vergleichbarer Einkomponen-
tenmesstechnik moéglich ist.

MCS 100-Physikeinheit

MCS 100-Elektronikeinheit

Flexibilitat und Sicherheit

Das MCS 100 gibt es in der UV-, der
NIR- oder der IR-Version. Es ist von
seiner Mechanik als auch von seiner
Datenverarbeitung her auf hohe Fle-
xibilitat hin konzipiert. Damit ist das
MCS 100 ohne grof3en Aufwand auf
unterschiedliche Anwendungsfalle ad-
aptierbar. Seine robuste Bauart und
die wirkungsvolle Eigeniberwachung
garantieren hohe Zuverlassigkeit und
lange Wartungsintervalle.



Der Analysator

Das Prozessfotometer MCS 100 ist
ein Einstrahlfotometer, das den gleich-
zeitigen Einsatz von Bifrequenz- und
Gasfilterkorrelationsverfahren erlaubt.
Es verfugt Uber zeit- und ereignis-
gesteuerte Programmfunktionen. Ei-
ne frei programmierbare Steuerung
Uber Tastenfeld oder ein zum Indus-
triestandard kompatibler PC ermdglicht
die Uberwachung und Steuerung der
Systemperipherie. Weitere technische
Standards des MCS 100 sind die Ei-
genlUberwachung, die StorgrofRenver-
rechnung sowie die Linearisierung der
Messwerte.

Aufbau des MCS 100

Das MCS 100 besteht aus:

M Strahlereinheit mit Strahler und
Chopperrad. Je nach Wellenlangen-
bereich werden verschiedene Strah-
ler eingesetzt.

B Kivette — je nach Applikation sind
unterschiedliche Klivetten adaptier-
bar (siehe Seite 4)

B Detektoreinheit mit Filterradern und
Detektor. Die Filterrader werden je
nach Messverfahren mit Interferenz-
und/oder Gasfiltern bestlckt. Physik-
einheit und Elektronikeinheit sind je
nach Geratetyp elektrisch oder op-
tisch miteinander verbunden.

B Elektronikeinheit in 19”-Ausflhrung;
die Relais- und Analogausgange sind
in die Elektronik integriert oder ge-
hen Uber Lichtwellenleiter zu beson-
ders stérsicheren Ubergabeeinhei-
ten (Optoboxen).

Messgasausgang

Messgaseingang 1

‘ = Strahler
/ 2
/ S
Kavette \ y
/ Chopperrad
Z/ \
Detektor \.l Q
g ~ Filterrader
Messprinzip mittelt. Sie ist weitgehend unabhangig

Das uber einen Chopper modulierte
Licht trifft nach Austritt aus der Kuvet-
te auf zwei hintereinander angeordnete
Filterrader. Schrittmotoren bringen die
fur Bifrequenz- bzw. Gasfilter-Korrela-
tionsverfahren genutzten Filter in den
Strahlengang. Die Messung der Licht-
intensitat erfolgt Uber einen Detektor.
Je nach Wellenlangenbereich werden
verschiedene Detektoren eingesetzt.

Bifrequenz-Verfahren

Als Filter kommen Interferenz-

filter zum Einsatz, in der Regel ein
Mess- und ein Referenfilter pro
Messkomponente. Das Messfilter se-
lektiert dabei den spektralen Bereich
einer Absorptionsbande der Messsub-
stanz, das Referenzfilter den spektra-
len Bereich, in dem weder durch die
Messkomponente noch durch Stor-
komponenten eine Absorption auftritt.

Bei eingeschwenktem Messfilter erhalt
man das Signal, das von der Konzentra-
tion der Messsubstanz in der Messku-
vette abhangt. Bei eingeschwenktem
Referenzfilter erhalt man ein konzen-
trationsunabhangiges Signal. Durch
Quotientenbildung und anschlieRen-
der Logarithmierung der beiden Sig-
nale wird die Messgrofie Extinktion er-

von Anderungen der optischen Eigen-
schaften des Fotometers und ermog-
licht eine hohe Langzeitstabilitat und
Reproduzierbarkeit der Messwerte. In
anschlieBenden Rechenschritten wird
die so ermittelte Extinktion um eventu-
elle Storgrofien korrigiert und Uber die
Linearisierungsfunktion zur Konzentra-
tionsanzeige bzw. -ausgabe geflhrt.

Gasfilter-Korrelationsverfahren

Beim Gasfilter-Korrelationsverfahren
wird das konzentrationsunabhangige
Referenzsignal durch Einschwenken
des Gasfilters erzeugt. Das Gasfilter ist
eine Miniaturklvette, die unter hohem
Partialdruck mit der Messkomponente
gefullt ist. Durch das Gasfilter wird das
Messgasspektrum aus dem Licht der
Strahlungsquelle eliminiert.

Durch Einschwenken einer freien Fil-
terrad6ffnung in den Strahlengang er-
halt man das konzentrationsabhangi-
ge Messsignal. Um den Spektralbe-
reich auf die Absorptionsbande der
Messkomponente eingrenzen zu kdn-
nen, ist wahrend beider Messungen
ein Interferenzfilter auf dem zweiten Fil-
terrad eingeschwenkt. Die Extinktions-
berechnung und weitere Signalverar-
beitung erfolgt analog dem Bifrequenz-
verfahren.



Systembau

Prozessgerechter Systembau

Prozessgerechte Probenahme und -aufbereitung
sind ein wesentlicher Bestandteil der Analytik.
SICK MAIHAK verfugt Uber umfangreiche Erfah-
rung im Umgang mit Prozessmedien. Wir bieten
das geeignete Zubehdr daflr an — insbesondere
auch far korrosive und reaktive Probestrome. Dar-
Uber hinaus entwickeln und produzieren wir kun-
denspezifische Systemlésungen — vom Analysator
auf einer Montageplatte bis hin zu Systemlésun-
gen fur den Ex-Bereich.

Eine typische Ausflhrung einer Ex-Applikation. Im unteren Schrank-
teil befindet sich die Probenaufbereitung — auch unter Ex-Bedingun-
gen zuganglich.
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Die Kulvetten

Die Kuvetten des MCS 100 sind
speziell auf Prozessanforderun-
gen hin ausgelegt. Ge-
meinsame Merkmale
der Kuvetten sind:

B Thermostatisie-
rung

B Korrosions-
festigkeit

B angepasste Materialien

Kiivette fur Flissigkeiten

Die Kuvette fir Flussigkeiten zeichnet sich durch
hohe Druck- und Temperaturfestigkeit aus. Die
optische Schichtdicke ist an die Applikation ad-
aptierbar. Schutzfenster ermdglichen die Spulung
der optischen Totrdume.

Kurzwegkilvette fur Gase

Die Kurzwegkuvetten werden in der Regel bei ho-
hen Konzentrationen oder stark absorbierenden
Medien eingesetzt. Typische Schichtdicken sind
10 bis 75 cm. Fir besonders kritische Gase ste-
hen Versionen mit Spulung der optischen Totrau-
me zur Verfagung.

Detaillierte Information

AusfUhrliche Information und technische Details
erhalten Sie in der separaten Produktinformation
LProzesskuvetten und Zubehor“, siehe Bestell-Nr.
8 009 042.

EMV und Ex

Das MCS 100 erfullt die einschlagigen Anfor-
derungen der chemischen Industrie an erhéhte
elektromagnetische Storfestigkeit. Modifikationen
zum Einsatz in explosionsgefahrdeter Umgebung
sind moglich.

Systembau

Uber die reine Messtechnik hinaus bietet SICK
MAIHAK mit seinem erfahrenen Anwendungsla-
bor Unterstitzung zur Lésung der anwenderspe-
zifischen Messaufgabe. Durch umfangreiche Er-
fahrung ist SICK MAIHAK in der Lage, auch kom-
plexe Systeme zur Uberwachung korrosiver, reak-
tiver und explosiver Medien gemafl den Anforde-
rungen zu realisieren.



Datenverarbeitung des
MCS 100

SICK MAIHAK liefert nicht nur
prazise Messwerte, sondern
stellt diese auch dem Anwender
maoglichst komfortabel zur Ver-
fagung. Die einfache Program-
mierung der Analysatoren gehort
ebenso dazu wie die optional
zur Verfugung gestellten zusatz-
lichen Schnittstellen, die Daten-
verarbeitung auf einem PC,

die Fernwartung oder die Bus-
anbindung.

Stand-Alone-Betrieb

Das MCS 100 arbeitet nach Kalibrie-
rung und Installation vollig selbstan-
dig. Die Messwerte werden auf einem
Display angezeigt und Uber Lichtleiter
nach auflen gegeben. An die Lichtleiter
sind Optoboxen angeschlossen, die
die digitale und analoge Schnittstel-

le zum Prozess bilden. Relaisausgan-

Datenverarbeitung via PC

Optional kann ein PC Uber eine RS
232-Schnittstelle am MCS 100 betrie-
ben werden. Mit ihm kénnen auf ein-
fache Art und Weise die Programmab-
laufe des MCS 100 geandert werden.
AuBerdem bietet ein PC eine umfang-
reiche Messwertverarbeitung mit der
Maéglichkeit der grafischen Ausgabe,
der Ausgabe auf Relais- und Analog-
ausgange sowie einer Datenspeiche-
rung auf Festplatte.

Prozess

Probenstrom

MCS 100-
Physik

MCS 100-
System

MCS 100- [ PC, |

Elektronik Option !

Prozess- [
kontrolle Optisch ? E
A

Drucker, Modem
Analog,

digital | |

Analog, digital

Datenfluss beim MCS 100

ge dienen z. B. zur Grenzwertmeldung
oder Alarmierung. Uber die Optoboxen
kénnen auch externe Digital- und Ana-
logwerte eingelesen werden. Das er-
laubt, das System von auRen zu steu-
ern, auf externe Sensoren zu reagieren
und Messwerte von Fremdgeraten zu
verarbeiten.

Mendlleiste der PC-Software

aktue ller Melfablauf :
fnzeige Utilities

anderen Mefablauf etzt} wihlen
newen  Mefablauf etzt} erstellen

IC5-Einzte llungen

wvon HCE lesen
HCS

U senden
Ausdricken




Realisierte Anwendungen

Applikation (Gask t Applikati ki
pplikation (Gaskomponente) pplikation (Gaskomponente) opm ppm/ vot IR B

ppm ppm/ Vol.% IR UV

m Messhereich m Messhereich m

Vol.% Vol.%

Acetaldehyd in Luft C,H,0 ® u Schwefelhexafluorid in He oder H, SFy ® |
Acetylen in Methan/Ethan CH, ® = Schwefelkohlenstoff in Luft Cs, L] |
Ammoniak in Luft NH, (] | Silan in Salzsaure (HCI) o m
Ammoniak in Rauchgas NH, ([ ] | Siliziumtetrafluorid in HCI SiF, o m
Benzaldehyd in Wasserdampf C.H.0 ® n Sulfan H,S, ® |
Brom Br, ° n Schwefeldioxid SO, ° |
Buten in Ethylen/Wasserstoff C,H, ® u Schwefelwasserstoff H,S L | |
Buten in Ethylen/Ethan C,H, ° u Tetrachlorethylen in Luft c,Cl, L ]
1-Buten in Wasserstoff und Stickstoff C,H, o =u Tetrachlorkohlenstoff in Luft CCl, L [ |
Butylamin 4N in Ammoniak C,HN o u Trichlorethylen in Luft C,HCl, ([ ] [ |
Chlor cl, ® ® ® | Triethylamin in Luft C,H N ® |
Chlordioxid in Luft Clo, ® | Trimethylchlorsilan in Luft C,H,CISi ® |
Chloroform in Luft CHCI, ® | Uranhexaflourid in He oder H, UF, ® [ |
Cyanwasserstoff in Luft HCN ® | Vinylacetat in Ethylen (C,H,) C,HO, o m
Dichlorbenzol in Luft C.H,Cl, ® | Vinylchlorid C,H,Cl ® |
Dichlormethan in Luft CH,CI, ® ] Wasser in Luft H,0 ® [ ]
1,2-Dichlorethan in Luft C,H,Cl, ® [ | Wasser in Helium H,0 ® |
Distickoxid in Luft N,0 ° n Wasser in SiF,, HF, HCI H,0 ® m
Distickoxid in Stickstoff N,0 ® [ |
Ethan in Wasserstoff und Stickstoff ~ C,H, e =u Applikation
Ethanolin Luft C.H0 * = (Fliissigkeitskomponente) ppm ?/Zrlt’]/{ Vol%
Ethran in Luft C,F,CIOH o |
Ethylen in Wasserstoff und Stickstoff ~ C,H, ® m I-Propylenglycol-Z-monometylether ¢
Fusssaure in He/H, /UF, o s . Aceton (Dimethylketon) in Wasser C,H0 ®

o Benzol in Wasser C.H, ®
Flusssaure in SiF, HF e B Blausaure in Acetoncyanhydrin HCN (] ® (]
Freon 12 in Hexafluorpropen CCLF, ¢ B Essigsaure/ Essigsaureanhydrid C,H,0,/CHO, °
AEID 0 LYt ¢ = Ethanol in Wasser C,H.0 °
LT e ¢ - Glycerin in Wasser C,H.0, °
Frigen in Hexafluorpropylen CCL,F, ® [ | lsocyanat in MCB/ODB NCO P
Frigen in Frigenmischung Fya CHCIF, ¢ = Kohlendioxid in H,0/NH, co, o
Halothan in Luft CF,CHBICI, @ - Methanol in Wasser CHO P

C,F,HBICI E

Hexafluorpropen HFP, C,F6 o m Methylchlorid in Dimethylether CH,CI (]
Hexafluorpropenoxid HFPO, C,F.0 o m Nitrotoluol in Cyclohexan C,H,NO, ®
Isopropanol in Luft C,H0 o [ | Phosgen in MCB/0DB cocl, A
Karbonylsulfid in Luft cos ° n W AT ) CHy ¢
Kohlenmonoxid in Phosgen co e nm WESSERIAES (G0 i ¢
Kohlendioxid in Luft co, ° = e H,0 ®
Kohlendioxid in Helium co, ° n USRI () H,0 e
Methan in Luft CH, P - Wasserin 1,2 Dichlorethan (C,H,Cl,)  H,0 o
Nitrobenzol in Luft CH.NO, P - Wasser in Dimethylacetamid (C,H,NO) H,0 ([ ] L J
Perchlorethylen in Luft c,Cl, e o [ Wasserin €-Caprolactam e ¢
Phosgen in CO coc, o m Wasser in Essigsaure (C,H,0,) H,0 ®
Phosgen in Luft coc, P PY o m Wasser in Methanol (CH,0) H,0 ®
e W CH, o = Wasser in Methylethylketon (C,H,0) ~ H,0 ®
Salzséure in SiCl, Hel o m Wasser in Methylenchlorid (CH,CI,) H,0 ®
Salzsiure in Silan Hel o m Wasser in Monochloressigsaure H,0 ®
Schwefeldioxid in Luft ) Y u Wasser in Vinylchlorid (C,H,CI) H,0 ®

Viele weitere Applikationen auf Anfrage
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pezifkationen

Technische Daten des MCS 100

Technische Daten

Spektralbereiche

= Strahler

= Detektor
Analysator
Messprinzip
Anzahl Messkomponenten
Messbereiche
Einstellzeit T,
Nachweisgrenzen
Grenzwerte

Nullpunkts- und Empfindlich-
keitskorrektur
Querempfindlichkeit

Barometrische Korrektur
Steuerung von Peripherie
Schnittstellen
Signalausgange

Signaleingange

Normen
Elektronikeinheit
Abmessungen (H x B x T)
Gewicht
Energieversorgung
Umgebungstemperatur
Schutzart

Anzeige

Bedienung
Physikeinheit
Abmessungen

Gewicht
Energieversorgung
Anschluss fur Messgut
Abstand zu Elektronikeinheit

Kiivetten

Technische Daten

MCS 100 UV/NIR/IR

UV-Version NIR-Version IR-Version

ca. 200...500 nm ca. 1,0...3,0 um ca. 1,5...17,0 um
Deuteriumlampe IR-Strahler IR-Strahler
Siliziumdiode PbS pyroelektrisch

Aligemein

Infrarot-Fotometer, Bifrequenz- und Gasfilterkorrelation-Verfahren

max. 8

2 Messbereiche je Komponente mit automatischer Messbereichsumschaltung; frei programmierbar
ca. 30...120 s einstellbar (applikationsabhangig), einstellbar ab 2 s

<2% des jeweiligen Messbereichs

2 Grenzwerte je Komponente; als ,Offner“ und ,SchlieBer frei einstelloar

automatisch Uber interne Zeitablaufsteuerung oder Uber externen Kontakt

Berucksichtigung von bis zu 4 StorgréfRen, auch externen Gréien maoglich
Bereich von 70...120 kPa Auenluftdruck (Option)

durch integrierte, frei programmierbare Ablaufsteuerung Uber Relaisschnittstelle
seriell: RS 232, 5 m max. Lange ohne Verstarker

digital: max. 64 Kanale (Optoboxen uber Lichtleiter)
analog: max. 64 Kanale (Optoboxen uber Lichtleiter)
digital: max. 64 Kanale (Optoboxen uber Lichtleiter)
analog: max. 8 Kanale (Optoboxen Uber Lichtleiter)
EN 61010-1; EN 61326

19”-Gehause mit Sichtfenster

200 mm x 550 mm 380 mm (Breite zzg|. elektrische Anschlusse)

ca. 23 kg

230/115V, £10...15%; 50/60 Hz; 125 VA Leistungsaufnahme

Temperatur: 0...40 °C

IP 65; Sonderausfuhrungen auf Anfrage

1 x LED-Display, 4%/ -stellig, 1 x LC-Display, 4 x 20 Zeichen, alphanumerische Anzeige
Uber Folientastatur oder via PC

abhangig von der eingesetzten Kuvette

ca. 24 kg (ohne Kivette)

230/115V, £10...15%; 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: 125 VA elektrisch/150 VA optisch
abhangig von der eingesetzten Kivette

bis zu 100 m elektrisch
bis zu 50 m optisch

Siehe Produktinformation , Prozessklvetten und Zubehor®, Bestel-Nr. 8 009 042



[=4
Q
=
©
<
[
g
o
>
S
ad
[=4
=
=
[}
°
C
<
o
Q
©
s}
S
8
>
f=4
©
=
£
)
(o}
=
o
|53
k]
=
&
a
=
)
o
=
a
o
Q
©
s}
S
N
N
hal
o
[}
o
S
@

©
o
g
=)
=
5
=
S
=<
[
5]
o
=
I
o
I
S
o
=
o
=2
c
k)
<
®
c
]
©
o
)
<
3]
2
c
=
3]
I
o
c
5
c
3
£
1]
<
]
@
S
20
o
=
S
oS
o
[
o
c
5]
3
ko
)
=
<

ANALYSEN- UND PROZESSMESSTECHNIK

IN DER INDUSTRIE
ZUHAUSE

Aufgrund langjéhriger Erfahrung
in der Analysen- und Prozess-
messtechnik ist SICK MAIHAK in
Kraft- und Zementwerken eben-
so zuhause wie in der Chemie
oder Petrochemie. Ob fiir die
Emissionsliberwachung bei der
Abfallbehandlung oder fir die
Prozessoptimierung in Eisen- und
Stahlwerken - wir liefern maf3-
geschneiderte Losungen.

BEI UNS HABEN SIE
DIE WAHL

Wir von SICK MAIHAK bieten
lhnen eine Vielzahl an mess-
technischen Mdglichkeiten - von
der kontinuierlichen Gasanalyse,
der Staubmesstechnik bis hin
zu Spezialapplikationen fur die

Flussigkeits- und Wasseranalyse.

In der Prozessmesstechnik
bestimmen unsere Produkte den
Volumenstrom von Gasen oder
den Fillstand von Schuttgutern.

SICK MAIHAK GmbH | Analysen- und Prozessmesstechnik

Nimburger Str. 11 | 79276 Reute | Deutschland | www.sick-maihak.de
Tel. +49 7641 469-0 | Fax +49 7641 469-1149 | info.sick-maihak@sick.de

FUR SIE DA - WELTWEIT

Mit unseren weltweiten
Tochterunternehmen und Ver-
tretungen stehen wir lhnen mit
qualifiziertem Support da zur
Verfligung, wo Sie ihn brauchen.
Wir liefern die Produkte flr lhre
Messaufgabe und sorgen fir die
Dokumentation und Schulung.
Unser Service unterstitzt Sie bei
der Inbetriebnahme, bei Wartung

und InstandhaltungsmaRnahmen.

DIE SICK-GRUPPE

SICK MAIHAK ist das Segment
Prozessautomation der SICK-
Gruppe, einer der weltweit
fihrenden Hersteller von
intelligenten Sensoren und
Sensorlésungen. Mit 4000
Mitarbeitern liefert SICK ein
umfangreiches Portfolio von
Produkten und Dienstleistungen
flr die Fabrikautomation.
www.sick.com

SICK |MAIHAK

Analyzers and Process Instrumentation



